
















образованию мостиковых связей с кремниевой кислотой или образованию 
других нерастворимые соединения с кремниевой кислотой.

М олибден(VI) в отличие от вольфрама(У1) не образует достаточно 
прочных тартратных комплексов и в тех областях pH, где происходит 
максимальная его сорбция может образовать протонированную форму 
Н М 0 О 4 , способную к образованию поверхностных мостиковых связей с 
кремниевой кислотой и переходу его в . твердую фазу носителя. При 
возрастании pH величина сорбции молибдена(У1) постепенно уменьшается и 
при достижении pH 10,5 сорбция полностью прекращается, что связано с 
депротонизацией молибдат - иона и образованием аниона M oCV, не 
способного к образованию мостиковых связей с носителем.

Для сравнения влияния комплексообразования на сорбцию 
молибдена(У1) и вольфрама (VI), также изучена их сорбция из раствора 
некомплексообразующего солевого фона ЗМ -NaCl. Сорбция молибдена(У1) 
из раствора ЗМ NaCl аналогична его сорбции из 0,2М. Н 2 С 4 Н4 О 6 , что 
показывает отсутствие комплексообразования молибдена(У 1 ) с указанными 
солевыми фонами. Сорбция вольфрама(У1) кремниевой кислотой из ЗМ- 
NaCl, также происходит в широком интервале pH 1-9 и прекращается при 
достижении pH 11,5. Сравнение сорбционных кривых вольфрама 
показывает комплексообразование вольфрама(У 1 ) с винной кислотой и 
предотвращение её сорбции.

Разделение микроколичеств молибдена(У1) и вольфрама(У1) можно 
проводить сорбцией молибдена(У 1 ) кремниевой кислотой из раствора 
лимонной кислоты, где в кислых областях pH молибден(У1) полностью 
сорбируется поверхностью кремниевой кислоты, а вольфрам переходит в 
раствор.

При старении осадка (выстаивания сорбционной системы) в тех 
областях pH, где наблюдается сорбция молибдена (VI) возможно 
образование труднорастворимой молибденосиликатной кислоты 
Hs[Si(Mo2 C>7 )6 ]'xH 2 0  и соответствующих ей труднорастворимых солей 
(молибденосиликатов).

Сорбция вольфрама) VI} кремниевой кислотой на фоне 0,2М щавелевой 
кислоты незначительна в областях pH 5-7, составляет порядка 30%. В 
кислых и щелочных областях pH вольфрам(У1) не сорбируется кремниевой 
кислотой из раствора щавелевой кислоты. Вольфрам(У1) в областях pH 1-4 в 
отличие от молибдена(\'1 ) не сорбируется кремниевой кислотой, что 
объясняется образованием оксалатных комплексов катиона вольфрамата(У 1 ) 
W 0 22+ следующего состава W 0 2 (C 2 0 4)22' и W 0 2 (0H )C 2 0 4, которые 
предотвращают сорбцию вольфрама(У1). В этих условиях возможно 
разделение молибдена от вольфрама, где в областях pH 1-4 вольфрам 
переходит в раствор, а молибден сорбируется кремниевой кислотой и 
переходит в состав твердой фазы.

Сорбция М о 0 42' и W 04* - ионов с гелем кремниевой кислоты из 
растворов аскорбиновой кислоты аналогична их сорбции из растворов 
других оксикислот. В кислых областях pH молибдат -ион сорбируется
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поверхностью кремниевой кислоты и отделяется от вольфрамат - иона, 
который во всем интервале pH существования осадка H 2 S i0 3 остается в 
водной фазе. Это объясняется комплексообразованием вольфрама( VI) с 
аскорбиновой кислотой, которая является причиной предотвращения 
сорбции вольфрама(У1) на H2 S i0 3. В указанных условиях также возможно 
отделение молибдена(У 1 ) от хрома(У 1 ), если исходной формой является 
бихромат -  ион Сг2 0 72". Бихромат -ион также как и вольфрамат-ион не 
сорбируется поверхностью H2 S i0 3 во всем интервале pH среды (рис. 13, 
кривая 5).

Следует отметить, что бихромат -ион и в отсутствие оксикислот не 
сорбируется кремниевой кислотой во всем интервале pH среды и это 
позволяет провести отделение Сг2 0 72- иона от ионов М о 0 42' и W 042* - 
осуществлением сорбции последних кремниевой кислотой в области pH 2-5.

В отличие от бихромат -  иона Сг2 0 / ' ,  хромат -  ион СЮ 4‘ сорбируется 
поверхностью кремниевой кислоты в присутствии и в отсутствии 
оксикислот. Такое различное поведение хромат -  и бихромат -  ионов
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Рис.8 . Сорбция (4-10~4 моль) М о 0 42’ и W O 4 2" (4-10’4 моль)
pH

кремниевой кислотои:
1 - сорбция W 0 42' и з  Змоль NH 4 CI. 2 - сорбция М о042' из Змоль NH 4 C1
3 - сорбция М о042’ из 0,2моль лимонной кислоты
4 - сорбция W 0 4“~ из 0,2моль лимонной кислоты
5 - сорбция Сг2 0 / ‘ из0,2моль лимонной кислоты

позволяет провести их разделение сорбцией СЮ 4 2 - ионов на поверхности 
H2SiOi в областях pH 2-5.
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